
実用化された研究成果 

アモルファスシリコン感光ドラム 

 アモルファスシリコンは非晶質シリコンとも呼ばれ、結晶とは異なりSi原子が３
次元にランダムに結合したSiの凝集体である｡ 種々の方法で作製されるアモル
ファスシリコンの中でも、シラン（SIH4）のグロー放電分解法によって作製される
アモルファスシリコンは約10％程度の水素を含み、大面積に適用可能な高品
質な半導体材料として、太陽電池、液晶駆動用のTFT材料として、今日、広く実
用的に用いられている。  

 アモスファスシリコンはほぼ可視域全域に吸収をもち、高い光導電性を示し、
かつ、当時、複写機の感光体として実用的に用いられていたSe感光体に比べ
て、熱的にも安定で極めて硬いことから、電子写真感光体への応用は極めて魅
力的であった。 しかしながら、アモルファスシリコンは10-10～10-11（m-1）の伝
導度をもつため、帯電を利用する電子写真感光体への応用は不可能と考えら
れていた。 

 小松、清水、井上らは、バルク層をBのライトドーピングにより高抵抗化すると
ともに、導電性基板と感光体層との界面にドープしたアモルファスシリコンやワ
イドバンドギャップ材料を電荷注入のブロッキング層として導入し、同時に表面
層をワイドバンドギャップ材料を用いて安定化することにより、従来、不可能と考
えられていたアモルファスシリコンの電子写真感光体への応用の道を拓いた。 

これらの成果は９報の論文として出版されるとともに、キヤノン㈱によって実用
化された。アモルファス感光ドラムは高い光感度と106回の複写に耐える高い耐
久性能をもち、高速の複写機やレーザプリンタに用いられている。  


